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cristalizagao é fornecida. Essa é uma composicao de resina de poliéster compreendendo 0,001 a 5 partes em massa de um sal
de metal de um composto de sulfonamida (b), representado pela seguinte formula geral ( 1) :(em que, na férmula geral (1) , M
representa um atomo de metal monovalente;R1 e R2 cada um representa independentemente um atomo de hidrogénio, um grupo
alquila C1-C10 ramificado ou linear que tem opcionalmente um substituinte, ou um grupo ciclico que tem opcionalmente um
substit uinte; e R1 e R2 sdo opcionalmente ligados juntos para formar um grupo ciclico) e O, 1 a 10 partes em massa de um
plastificante (c), com relagao a 100 partes em massa de uma resina de poliéster (a) .
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COMPOSIGCAO DE RESINA DE POLIESTER

Campo técnico

A presente invencgdo se refere a uma composigdo de
resina de poliéster, mais particularmente, uma composigéao
de resina de ©poliéster tendo uma elevada taxa de
cristalizacdo e excelente moldabilidade.

Técnica antecedente

Resinas de poliéster, tais como poli(tereftalato
de etileno), poli(tereftalato de metileno), poli(naftalato
de etileno) e ©poli(dcido 1léactico) sdo excelentes em
resisténcia a calor, resisténcia quimica, propriedades
mecédnicas, propriedades elétricas e similares, assim como
no custo e desempenhos, de modo que sdo industrialmente
amplamente utilizadas como fibras e filmes. Além disso, uma
vez que elas tém também boas propriedades de barreira de
gas, desempenhos sanitdrios e transparéncia, elas séo
amplamente utilizados também para garrafas de bebidas,
recipientes de cosméticos e drogas, recipientes de
detergente e xampus, e similares.

Entretanto, apesar do fato de que as resinas de
poliéster sao resinas cristalinas, elas mostram geralmente
taxa de cristalizagdo muito baixa, de modo que suas faixas
de condi¢des de moldagem sd&o muito estreitas, e o
melhoramento do ciclo de processamento ¢é dificil, e
portanto seus usos como materiais de moldagem s&do ainda
limitados. Além disso, uma vez que a temperatura de
distorgcdo de calor de um produto moldado obtido por
moldagem de uma resina de poliéster é baixa, a temperatura
na qual o produto pode ser utilizado é limitada, o que tem
sido problematico.

Como o método para aumentar a taxa de
cristalizagcdo de uma resina de poliéster, hd& um método

geralmente conhecido em que um agente de nucleagdo ¢é
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adicionado, e exemplos de tal agente de nucleagdo incluem
minerais, sais de metal de adcidos orgéanicos, sais
inorgdnicos e 6xidos de metal, e exemplos de compostos que
sdo amplamente utilizados como agentes de nucleagao
cristalinos incluem sais de metal, tais como benzoato de
sédio, benzoato de aluminio de p-t-butila, e sais de metal
de fosfatos aromaticos; e compostos tais como di-
benzilideno sorbitol.

Além disso, h& um método conhecido em que um
oligbémero da resina é misturado com o propdsito de melhorar
a fluidez da resina na temperatura de processamento. Por
exemplo, no Documento de Patente 1, um método em Que um sal
de metal de um composto de &cido abiético é adicionado para
promover a taxa de cristalizagdo do poliéster é proposto.
Além disso, no Documento de Patente 2, um método em que 4-
amino-benzeno-sulfonamida ¢é adicionado a wuma resina de
olefina é revelado. Ainda adicionalmente, no Documento de
Patente 3, um método em que um sal de metal de um éster de
acido fosférico e um sal de metal de um &cido carboxilico
alifatico sdo adicionados a um polimero <cristalino ¢é
proposto.

Além disso, no Documento de Patente 4, um método
em que um sal de metal de transigdo de um &cido carboxilico
€ utilizado como agente de nucleacdo de uma composicdo de
resina contendo poli (tereftalato de etileno) e
poli (naftalato de etileno) é proposto. Além disso, no
Documento de Patente 5, um método em que uma composicdo de
resina de poliéster ¢é obtida utilizando uma amida de
alquileno-bis &acido graxo ou um composto de quinacridona
como um agente de nucleacgao é proposto. Ainda
adicionalmente, o0s presentes inventores propuseram no
Documento de Patente 6 um método para utilizar um sal de

metal de um composto de sulfonamida para uma resina de
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poliéster.

Documento de Patente 1: publicagdo de pedido de
patente ndo examinado japonés n° 08-059968

Documento de Patente 2: patente US n® 3756997

Documento de Patente 3: publicacdo do pedido de
patente ndo examinado japonés n° 2005-162867

Documento de Patente 4: publicagdo do pedido de
patente ndo examinado japonés (tradug¢do do pedido PCT) n°
2002-507955

Documento de Patente 5: publicagdo do pedido de
patente ndo examinado japonés n® 2006-113473

Documento de Patente 6: publicacdo do pedido de
patente ndo examinado japonés n° 2007-327028

Revelacdo da invencao

Problemas a serem resolvidos pela invengdo

Entretanto, os efeitos de melhoramento nas taxas
de cristalizacdo de resinas de poliéster pelos aditivos
conhecidos descritos nos Documentos de Patente 1 a 5 sao
ainda ndo satisfatdérios. Além disso, embora um método em
que um oligbmero de uma resina, tal como etileno glicol, é
adicionado contribua para a taxa de cristalizagdo da resina
até certo ponto, a resisténcia mecédnica ou similar do
produto moldado obtido diminui em alguns casos, O que tem
sido problematico.

Além disso, o método descrito no Documento de
Patente 6 mostrou uma boa taxa de cristalizacdo durante
cristalizacdo isotérmica em um estado de temperatura
elevada (a aproximadamente 215°C a 230°C) em casos onde um
agente de nucleagdo cristalino foi unicamente adicionado,
porém, em moldagem por injeg¢do em que uma composigdo de
resina de poliéster foi resfriada rapidamente durante
moldagem de metal, a taxa de cristalizagdo da composicdo de

resina de poliéster ndo foi suficiente, de modo que
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melhoramento adicional tem sido exigido.

Desse modo, a presente invencdo tem como objetivo
resolver os problemas na técnica convencional, desse modo
fornecendo uma composicdo de resina de poliéster que é
excelente na taxa de cristalizacéo.

Meio para resolver os problemas

Os presentes inventores estudaram intensivamente
para resolver os problemas acima e descobriram que, ao
misturar um sal de metal de certo composto de sulfonamida e
um plastificante a uma resina de poliéster, o propdsito
acima pode ser alcancado, desse modo completando a presente
invencéo.

Isto é, a composigcdo de resina de poliéster da
presente invencdo compreende 0,001 a 5 partes em massa de
um sal de metal de um composto de sulfonamida (b),

representado pela seguinte Férmula Geral (1):

(em que, na Férmula Geral (1), M representa um &tomo de
metal monovalente; R' e R? cada um independentemente
representa um atomo de hidrogénio, um grupo alquila C;-Cig
ramificado ou linear que tem opcionalmente um substituinte,
ou um grupo ciclico C3-C3p que tem opcionalmente um
substituinte; e R! e R? sao opcionalmente ligados juntos
para formar um grupo ciclico) e 0,1 a 10 partes em massa de
um plastificante (c) com relacdo a 100 partes em massa de
uma resina de poliéster (a). _

Além disso, na composigdo de resina de poliéster
da presente invenc¢do, o plastificante (c) é preferivelmente

um composto representado pela seguinte Férmula Geral (2);



10

15

20

25

5/25

1 I 1 2
Ar—C—0 G—0—,—C—Ar (2
(em que, na Férmula geral (2), Ar! e Ar? cada um
independentemente representa um grupo arila Ce-C3p que tem
opcionalmente um substituinte; G!' representa um grupo
alquileno C,-C; que tem opcionalmente uma ramificagdo; m
representa um numero inteiro de 2 a 30; e o0s grupos
consecutivos de (—Gl—O—) tém opcionalmente estruturas
diferentes), ou um composto representado pela seguinte

Formula Geral (3):

R——0—6*—0—R' 3)

(em que, na Férmula Geral (3), R3 e R cada um
independentemente representa um &tomo de hidrogénio, um
grupo alquila C1-Cio linear ou ramificado que tem
opcionalmente um substituinte, ou um grupo arila Cg-C3p que
tem opcionalmente um substituinte; G? representa um grupo
alquileno Cy,-C; que tem opcionalmente uma ramificacdo; n
representa um nuUmero inteiro de 2 a 30; e os grupos
consecutivos de (-0-G%-) tém opcionalmente estruturas
diferentes), e o plastificante (c) é preferivelmente um
composto de di-éster aromatico de um polialquileno glicol
obtido a partir de um polietileno glicol, tendo um peso
molecular médio ndo maior do que 1000, e &cido benzdico.
Além disso, na composicdo de resina de poliéster
da presente invencéo, M na Férmula Geral (1) é
preferivelmente um &tomo de sdédio, e a resina de poliéster
(a) preferivelmente contém pelo menos um selecionado dentre
O grupo que consiste em poli(tereftalato de etileno),

poli (tereftalato de butileno) e poli(naftalato de etileno).
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Efeito da invencéo

Ao misturar um sal de metal de um composto de
sulfonamida (b) como um agente de nucleagdo cristalino e um
plastificante (c) a uma resina de poliéster (a), uma
composigdo de resina de poliéster pode ser fornecida, que
mostra uma taxa de cristalizacdo elevada em um estado
rapidamente resfriado e excelente moldabilidade.

Melhor modo para realizar a invencdo

A composigdo de resina de poliéster da presente
invengdo serd descrita em detalhe.

A resina de poliéster (a) utilizada para a
composigdo de resina de poliéster da presente invencido é
uma resina de poliéster termoplastica normal, e nédo
limitada. Os exemplos da resina utilizada incluem
poliésteres aromdticos, tais como poli(tereftalatos de
alquileno), incluindo poli(tereftalato de etileno),
poli (tereftalato de butileno) e poli(tereftalato de di-
metileno de ciclo-hexano), e poli(naftalatos de alquileno),
incluindo poli(tereftalato de butileno) e poli(tereftalato
de di-metileno de ciclo-hexano), e poli(naftalatos de
alquileno), incluindo poli(naftalato de etileno) e
poli (naftalato de butileno); resinas de polieteréster
produzidas por copolimerizacgéo de um componente
constitutivo de um poliéster e outro componente acido e/ou
componente glicol (por exemplo, um componente A&acido como
acido 1isoftdlico, 4&cido adipico, &cido sebacico, 4&acido
glutarico, acido di-carboxilico de di-fenil-metano ou acido
dimérico; e/ou um componente de glicol como hexa-metileno
glicol, bisfenol A ou um aduto de 6éxido de alquileno de
neopentil glicol); poliésteres alifaticos degradativos como
poli (hidrdéxibutirato), poli(caprolactona), poli(succinato
de butileno), poli(succinato de etileno), resinas de

poli (4cido lactico), poli (acido malico), poli (acido



10

15

20

25

30

7/25

glicdélico), poli(di-oxanona) e poli(2-oxetanona); e resinas
de poliéster em um sentido amplo, como copolimeros em bloco
de poliéter/poliéster aromdtico, copolimeros em bloco de
polilactona/poliéster aromatico e poliarilatos. Entre
esses, pelo menos um selecionado dentre o grupo que
consiste em poli(tereftalato de etileno), poli(tereftalato
de butileno) e poli(naftaleno de etileno) é preferivelmente
utilizado.

Além disso, tais resinas de poliéster
termoplasticas podem ser utilizadas individualmente ou como
uma mistura de uma variedade de resinas (por exemplo, uma
mistura de poli(tereftalato de etileno) e poli(tereftalato
de butileno)) ou um copolimero do mesmo (por exemplo, um
copolimero de poli(tereftalato de butileno) e politetra-
metileno glicol), e especialmente, aqueles tendo pontos de
fusdo de 200°C a 300°C sao preferivelmente utilizados,
porque elas caracteristicamente mostram resisténcia a
calor.

Os exemplos do atomo de metal monovalente
representados por M na Férmula Geral (I) incluem a&tomos de
metal alcalino, tais como 1litio, sdédio e potéssio, e
especialmente sédio é preferivelmente utilizado, devido a
sua excelente acdo de cristalizacgéo.

Os exemplos do grupo alquila C;-C;py ramificado ou
linear que tem opcionalmente um substituinte, o qual ¢é
representado por R! e R? na Férmula Geral (1) e R® e R?! na
Férmula Geral (3), incluem metila, etila, propila,
isopropila, butila, isobutila, s-butila, t-butila, amila,
isoamila, t-amila, hexila, heptila, octila, isooctila, 2-
etil-hexila, t-octila, nonila e decila; e em tal grupo
alquila, um -CH,- arbitrdrio pode ser substituido com -0-,
-CO-, -COO- ou -SiH;-, e cada um de uma parte ou todos os

atomos de hidrogénio podem ser substituidos com um &tomo de
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halogénio, alcdéxi, amino, hidrdéxi, ciano, carboxila, -NM-
SOz—R% -S0,-NM-R? ou similar (M, R! e R? tém os mesmos
significados que na férmula geral (1), e M representa um
dtomo de sdédio).

O grupo ciclico C3-C3p que tem opcionalmente um
substituinte, o qual é representado por R' e R® na Férmula
Geral (1), pode ser um anel monociclico, anel policiclico,
anel fundido ou anel montado, e um grupo ciclico aromatico
ou um grupo ciclico alifatico saturado pode ser utilizado.
Os a&tomos de carbono do anel podem ser substituidos com um
adtomo de oxigénio, a&tomo de nitrogénio, atomo de enxofre ou
similar, e uma parte ou todos os &tomos de hidrogénio do
anel podem ser substituidos com um &tomo de halogénio,
alquila, alcdéxi, amino, hidrdéxi, ciano, carboxila, -NM-SO,-
R!, -S0,-NM-R?® ou similar (M, R' e R?® tém os mesmos
significados que na férmula geral (1)). Além disso, R! e
R? podem ser ligados juntos para formar um grupo ciclico.

Os exemplos de tal grupo ciclico incluem pirrol,

furano, tiofeno, imidazol, pirazol, oxazol, isoxazol,

tiazol, isotiazol, benzotiazol, benzoisotiazol,
benzotiazol-1,1-di-6xido, benzoisotiazol-1,1-di-é6xido,
benzotiazol-3-ona-1,1-di-6xido, benzoisotiazol-3-ona-1,1-

di-éxido, piridina, piridazina, pirimidina, pirazina,
piperidina, piperazina, morfolina, fenila, naftila,
antranceno, bi-fenila, tri-fenila, 2-metil-fenila (o-
tolila, cresila), 3-metil-fenila (m-tolila), 4-metil-fenila
(p-tolila), 4-cloro-fenila, 4-hidrdéxi-fenila, 3-isopropil-
fenila, 4-isopropil-fenila, 4-butil-fenila, 4-isobutil-

fenila, 4-t-butil-fenila, 4-hexil-fenila, 4-ciclo-hexil-

fenila, 4-octil-fenila, 4-(2-etil-hexila)-fenila, 4-
estearil-fenila, 2,3-di-metil-fenila (xilila), 2,4-di-
metil-fenila, 2,5-di-metil-fenila, 2,6-di-metil-fenila,

3,4-di-metil-fenila, 3,5-di-metil-fenila, 2,4-di-t-butil-
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fenila, 2,5-di-t-butil-fenila, 2,6—di—t—buti1—fenila, 2,4-
di-t-pentil-fenila, 2,5-di-t-amino-fenila, 2,5-di-t-octil-
fenila, 2,4-di-cuminil-fenila, ciclo-hexil-fenila, bi-
fenila, 2,4,5-tri-metil-fenila (mesitila), 4-amino-fenila,
5-di-metil-amino-naftila, 6-etdéxi-benzo-tiazolila, 2,6-di-
metdéxi-4-pirimidila, 5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-ila e 5-
metil-3-isoxazolila.

Os exemplos do grupo arila Cg-C3 que tem
opcionalmente um substituinte, o qual é representado por
Ar! e Ar? na Férmula Geral (2) e R® e R® na Férmula Geral
(3), incluem fenila, tolila, naftila, antraceno e bi-
fenila, e uma parte ou todos os 4&tomos de hidrogénio do
grupo arila podem ser substituidos com um Aatomo de
halogénio, alquila, alcodxi, amino, hidréxi, ciano,
carboxila, -NM-SO,-R!, -S0,-NM-R? ou similar (M, Rl e R2 tém
os mesmos significados que na férmula geral (1)).

Exemplos do grupo alquileno C,-C; que tem
opcionalmente uma ramificacdo, o qual é representado por G?
na Férmula Geral (2) e G2 na Férmula Geral (3), incluem
etileno, propileno, butileno e isobutileno, e os &tomos de
hidrogénio do grupo alquileno podem ser substituidos com um
grupo alcdéxi, atomo de halogénio, grupo hidrdéxi ou similar.
Os grupos consecutivos de (—Gl—O—) na Férmula Geral (2) tém
opcionalmente estruturas mutuamente diferentes, e os grupos
consecutivos de (-0-G?) na Férmula Geral (3) tém
opcionalmente estruturas mutuamente diferentes.

Exemplos preferidos do sal de metal do composto
de sulfonamida (b) representados pela férmula geral (1)
incluem os compostos No. 1 a No. 9 abaixo.

Composto No. 1
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O sal de metal do composto de sulfonamida (b) da
presente invencdo é misturado em uma quantidade de 0,001 a
5 partes em massa, preferivelmente 0,05 a 5 partes em
massa, mais preferivelmente 0,1 a 3 partes em massa com
relagdo a 100 partes em massa da resina de poliéster (a).
Em casos onde a quantidade a ser misturada é menor do que
0,001 parte em massa, o efeito de adigd&o ndo é suficiente,
enquanto em casos onde a quantidade é mais do que 5 partes
em massa, a sangria do sal de metal do composto de
sulfonamida (b) pode ocorrer na superficie da composigdo de
resina de poliéster.

O didmetro médio de particula do sal de metal do
composto de sulfonamida (b) da composigdo de resina de
poliéster da presente invencdo é preferivelmente n&o maior

do que 10 pm, especialmente preferivelmente n&o maior do

que 5 um. Em casos onde o diédmetro é maior do que 10 pm, a
acdo de cristalizacdo para a resina de poliéster pode ser
insuficiente.

O plastificante (c) representado pela Férmula
Geral (2) é sintetizado por um método conhecido normal. Os
exemplos do método pelo qual ¢é sintetizado incluem uma
reagdo de condensagdo de desidratagdo entre um composto
hidréxi e um &cido carboxilico aromatico, uma reacdo de
transesterificagcdo entre um composto hidréxi e um éster de
dcido carboxilico aromatico, e um método em que um composto
hidréxi e um haleto de &cido carboxilico aromdtico séo
permitidos reagir utilizando um sequestrante de

desidroalogenagéo.
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Além disso, o plastificante (c) representado pela
Férmula Geral (3) é sintetizado por um método conhecido
normal similarmente ao plastificante (c) representado pela
férmula Geral (2). Os exemplos do método pelo qual ele é
sintetizado incluem uma reagao de condensacgao de
desidratagdo entre um composto hidréxi e um &cido graxo ou
um acido graxo aromdtico, uma reag¢do de transesterificacdo
entre um composto hidréxi e um éster de acido graxo ou um
éster de &cido graxo aromdtico, e um método em que um
composto hidréxi e um haleto de &cido graxo ou um haleto de
dcido graxo aromdtico s&o permitidos reagir utilizando um
sequestrante de desidroalogenacgéo.

Exemplos especificos do plastificante (c)
representados pela férmula geral (2) ou (3) incluem,
preferivelmente, os compostos No. 10 a No. 21 mostrados na
Tabela 1 abaixo, tendo pesos moleculares médios (MW) de 100
a 1000, porém a presente invengdo ndo é limitada a esses
compostos.

Tabela 1

Composto No. Nome do composto

Composto No.10 Eter de mono-hexila de polietileno glicol
(MW 300) '

Composto No.1ll Eter de di-etila de polietileno glicol
(MW 600)

Composto No.1l2 Eter de dif-enila de polietileno glicol
(MW 400)

Composto No.13 Eter de metil-butila de polietileno glicol
(MW 600)

Composto No.l1l4 Eter de di-2-etil-hexila de polietileno glicol
(MW 300)

Composto No.15 Eter de di-2-etil-hexila de polietileno glicol
(MW 900)

Composto No.16 |[Eter de di-4-metil-fenila de polipropileno
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glicol (Mw 400)

Composto No.17 Eter de di-hexila de politetra-metileno glicol
(MW 600)

Composto No.18 Eter de di-decila de polietileno
glicol/polipropileno glicol (mistura 1/1) (MW
600)

Composto No.19 Di-benzoato de polietileno glicol (MW 400)

Composto No.20 Benzoato de di-4-t-butila de polietileno
glicol (MW 400)

Composto No.21 Eter de di-metila de polietileno glicol (MW
400)

Em termos da quantidade do plastificante (c) da
presente 1invengdo representada pela Férmula Geral (2) ou
(3) a ser adicionada, o plastificante (c) é misturado em
uma quantidade de 0,1 a 10 partes em massa, preferivelmente
1 a 10 partes em massa com relagdo a 100 partes em massa da
resina de poliéster (a). Em casos onde a quantidade é menor
do que 0,1 parte em massa, o efeito de adigcdo ndo ¢é
suficiente, enquanto em casos onde é maior do que 10 partes
em massa, fendmenos como sangria do plastificante (c) na
superficie da composigdo de resina de poliéster podem
ocorrer.

Como exigido, outros aditivos geralmente usados
podem ser adicionados & composigdo de resina de poliéster,
desde que esses ndo afetem adversamente o efeito da
presente invencé&o.

Os exemplos dos outros aditivos que podem ser
utilizados incluem antioxidantes contendo um antioxidante
de fenol, antioxidante de fésforo, antioxidante contendo
enxofre e/ou similar; estabilizadores de luz contendo um
estabilizador de 1luz de amina impedida, absorvedor de
ultravioleta e/ou similar; lubrificantes, tais como
lubrificantes de hidrocarboneto, lubrificantes de é&acido

graxo, lubrificantes de &lcool alifatico, lubrificantes de




10

15

20

25

30

14/25

éster alifatico, compostos de amida alifética,. sais de
metal de &cido carboxilico alifdtico e outros lubrificantes
de sabdo de metal; inativadores de metal pesado; agentes
anti-turbidez; agentes antiestaticos, tais como tensoativos
catiénicos, tensoativos anidnicos, tensocativos ndo idnicos
e tensoativos anfotéricos; compostos halogenados; compostos
de éster de &cido fosfdérico; composto de amida de éacido
fosférico; compostos de melamina; resinas de fluor ou
6xidos de metal; retardadores de chamas como fosfato de
poli(fosfato de melamina) e poli(fosfato de piperazina);
enchimentos, tais como fibras de vidro e carbonato de
cadlcio; pigmentos; aditivos inorgédnicos de silicato, tais
como hidrotalcita, silica defumada, silica em
microparticulas, pedra de silica, terras diatomaceas,
argila, caulim, terra diatomécea, silica gel, silicato de
cédlcio, sericita, <caulinita, silex, pd de feldspato,
vermiculita, atapulgita, talco, nica, minesotita,
pirofilita e silica; e agentes de nucleag¢do cristalinos,
tais como di-benzilideno sorbitol, bis(p-metil-benzilideno)
sorbitol, bis (p-etil-benzilideno) sorbitol e bi-
ciclo[2.2.1]heptano-2,3-di-carboxilato de di-sddio.
Antioxidantes contendo um antioxidante de fenol e/ou um
antioxidante de fésforo sdo preferivelmente utilizados, uma
vez que esses tém acdes como agentes anti-corantes para
composig¢des de resina de poliéster.

Os exemplos do antioxidante de fenol incluem 2, 6-

di-t-butil-p-cresol, 7 2,6-di-fenil-4-octadecildéxi-fenol,
estearil (3,5-di-t-butil-4-hidréxi-fenil)-propionato, di-
estearil (3,5-di-t-butil-4-hidréxi-benzil)-fosfonato, tri-

decil-3,5-di-t-butil-4-hidréxi-benzil-tioacetato, tio-di-
etileno-bis[(3,5-di-t-butil-4-hidréxi-fenil)propionato],
4,4"-tio-bis(6-t-butil-m-cresol), 2-octil-tio-4,6-di(3,5-

di-t-butil-4-hidréxi-fendxi)-s-triazina, 2,2"-metileno-
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bis(4-metil-6-t-butil-fenol), bis[3,3-bis(4-hidrdéxi-3-t-
butil-fenil)é&cido butirico]glicol éster, 4,4’-butilideno-
bis (2, 6-di-t-butil-fenol), 4,4’-butilideno-bis(6-t-butil-3-
metil-fenol), 2,2"—-etilideno-bis (4, 6-di-t-butil-fenol),
1,1,3-tris(2-metil-4-hidréxi-5-t-butil-fenil)butano, bis[2-
t-butil-4-metil-6-(2-hidrdéxi-3-t-butil-5-metil-
benzil)fenil]tereftalato, 1,3,5-tris (2, 6-di-metil-3-
hidréxi-4-t-butil-benzil)isocianurato, 1,3,5-tris(3,5-di-t-
butil-4-hidréxi-benzil) isocianurato, 1,3,5-tris(3,5-di-t-
butil-4-hidréxi-benzil)-2,4, 6-tri-metil-benzeno, 1,3,5-
tris[(3,5-di-t-butil-4-hidrdéxi-fenil)propionildxi-
etila]isocianurato, tetra-quis[metileno-3-(3’,5’-di-t-
butil-4’-hidréxi-fenil)propionato]lmetano, 2-t-butil-4-
metil-6-(2-acroildéxi-3-t-butil-5-metil-benzil) fenol, 3,9-
bis[2-(3-t-butil-4-hidréxi-5-metil-hidro-cinamoildéxi)-1,1-
di-metil-etilal-2,4,8,10-tetra-oxaspiro[5.5]undecano, e
tri—etileno-glicol—bis[B—(3—t—butil—4—hidréxi—S—métil—
fenil)propionato].

A quantidade do antioxidante de fenol a ser
utilizada é 0,001 a 10 partes em massa, preferivelmente
0,01 a 5 partes em massa com relagdo a 100 partes em massa
da resina de poliéster.

Os exemplos do antioxidante de fésforo incluem
tri-fenil-fosfito, tris(2,4-di-t-butil-fenil) fosfito,
tris(2,5-di-t-butil-fenil) fosfito, tris(nonil-
fenil)fosfito, tris(di-nonil-fenil)fosfito, tris(mono- e
di- misturado-nonil-fenil)fosfito, fosfito &cido de di-
fenila, 2,2"-metileno-bis (4, 6-di-t-butil-fenil)octal-
fosfito, fosfito de decila de di-fenila, fosfito de octila
de di-fenila, di-fosfito de di(nonil—fenil)penta—éritritol,
fosfito de di-isodecila de fenila, fosfito de tributila,
tris(2-etil-hexil)fosfito, fosfito de tri-decila, fosfito

de tri-laurila, fosfito &acido de di-butila, fosfito &cido
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de di-laurila, tri-tio-fosfito de tri-laurila, di-fosfito
de di-metila de bis(neopentilglicol)-1,4-ciclo-hexano, di-
fosfito de bis(2,4-di-t-butil-fenil)penta-eritritol, di-
fosfito de bis(2,5-di-t-butil-fenil)penta-eritritol, di-
fosfito de bis (2, 6-di-t-butil-4-metil-fenil)penta-
eritritol, di-fosfito de bis(2,4—di—cumil—feﬂil)penta—
eritritol, di-fosfito de penta-eritritol de di-estearila,
fosfito de difenila de tetra(Cji;—15— misturada alquila)-
4,4’ -isopropilideno, fosfito de di-fenila de bis[2,2'-
metileno-bis (4,6-di-amil-fenil) ]-isopropilideno, tetra-tri-
decil-4,4’ -butilideno-bis (2-t-butil-5-metil-fenol)di-
fosfito, trifosfito de hexa(tri-decil)-1,1,3-tris(2-metil-
5-t-butil-4-hidréxi-fenil)butano, di-fosfonita de tetra-
quis (2,4-di-t-butil-fenil)bi-fenileno, tris(2-[(2,4,7,9-
tetra-quis-t-butil-di-benzo[d,f][1,3,2]di-oxafosfepino-6-
ila)éxiletil)amina, 9,10-di-hidro-9-oxa-10-fosfenantreno-
10-6xido, e monofosfito de 2-butil-2-etil-propano-di-ol-
2,4,6-tri-t-butil-fenol.

A quantidade do antioxidante de fésforo a ser
utilizado é 0,001 a 10 partes em massa, preferivelmente
0,01 a 5 partes em massa com relagdo a 100 partes em massa
da resina de poliéster.’

Os exemplos do antioxidante contendo enxofre
incluem tio-di-propionatos de di-alquila, tais como os
ésteres de di-laurila, di-miristila, miristil-estearila e
di-estearila de 4cido tio-di-propidénico; e PB-alquila
ésteres de &cido mercapto-propidénico de poliois, tais como
tetra(B-dodecil-mercapto-propionato) de penta-eritritol.

A quantidade do antioxidante contendo enxofre a
ser utilizada é 0,001 a 10 partes em massa,
preferivelmente, 0,01 a 5 partes em massa com relacdo a 100

partes em massa da resina de poliéster.
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Os exemplos do estabilizador de 1luz de amina
impedida incluem 2,2,6,6-tetra-metil-4-piperidil-
estearato, 1,2,2,6,6-penta-metil-4-piperidil-estearato,
2,2,6,6-tetra-metil-4-piperidil-benzoato, bis(2,2,6,6-
tetra-metil-4-piperidil)sebacato, bis(1,2,2,6, 6-penta-
metil-4-piperidil) sebacato, bis(l-octéxi-2,2,6,6-tetra-
metil-4-piperidil) sebacato, 1,2,2,6,6-penta-metil-4-
piperidil-metacrilato, 2,2,6,6-tetra-metil-piperidil-
metacrilato, tetra-quis(2,2,6, 6-tetra-metil-4-piperidil) -
1,2,3,4-butano-tetra-carboxilato, tetra-quis(1,2,2,6,6-
penta-metil-4-piperidil)-1,2,3,4-butano-tetra-carboxilato,
bis(2,2,6,6-tetra-metil-4-piperidil)-bis(tri-decil) -
1,2,3,4-butano-tetra-carboxilato, bis(1,2,2,6,6-penta-
metil-4-piperidil)-bis(tri-decil)-1,2,3,4-butano-tetra-
carboxilato, bis(1,2,2,6,6-penta-metil-4-piperidil)-2-
butil-2-(3,5-di-t-butil-4-hidréxi-benzil)malonato, 3,9-
bis[l,1-di-metil-2-{tris(2,2,6,6-tetra-metil-4-
piperidiléxi-carbonildéxi)butil-carbonilédéxiletil]-2,4,8,10-
tetra-oxaspiro[5.5]undecano, 3,9-bis[1l,1-di-metil-2-
{tris(1,2,2,6,6-penta-metil-4-piperidildxi-
carboniéxi)butil-carbonildéxiltetil]-2,4,8,10-tetra-
oxaspiro[5.5]undecano, policondensados de 1,6—bi$(2,2,6,6—
tetra-metil-4-piperidil-amino)hexano/2,4-di-cloro-6-
morfolino-s-triazina, policondensados de 1,6-bis(2,2,6,6-
tetra-metil-4-piperidil-amino)hexano/2,4-di-cloro-6-t-
octil-amino-s-triazina, 1,5,8,12-tetra-quis[2,4-bis(N-
butil-N-(2,2,6,6-tetra-metil-4-piperidil)amino)-s-triazina-
6-ila]-1,5,8,12~-tetra-azado-decano, 1,5,8,12-tetra-
quis[2,4-bis (N-butil-N-(1,2,2,6,6-penta-metil-4-
piperidil)amino)-s-triazina-6-ila]-1,5,8,12-tetra-azado-
decano, 1,6,11-tris[2,4-bis(N-butil-N-(2,2,6,6-tetra-metil-
4-piperidil)amino)-s-triazina-6-il-amino]Jundecano, 1,6,11-

tris[2,4-bis (N-butil-N-(1,2,2,6,6-penta-metil-4-
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piperidil)amino)-s-triazina-6-il-amino]undecano,
policondensados de succinato de 1-(2-hidréxi-etil)-2,2,6,6-
tetra-metil-4-piperidinol/di-etila, e policondensados de
1,6-bis(2,2,6,6-tetra-metil-4-piperidil-amino)hexano/di-
bromo-etano.

A quantidade do composto de amina impedida a ser
utilizado é 0,001 a 10 partes em massa, preferivelmente,
0,01 a 5 partes em massa com relagdo 100 partes em massa da
resina de poliéster.

Os exemplos do absorvedor de ultravioleta incluem
2-hidréxi-benzofenonas, tais como 2,4-di-hidréxi-
benzofenona, 2-hidréxi-4-metdéxi-benzofenona, 2-hidréxi-4-
octdéxi-benzofenona e 5,5’ -metileno-bis(2-hidréxi-4-metdxi-
benzofenona); 2-(2-hidréxi-fenil)benzo-triazois, tais como
2-(2-hidréxi-5-metil-fenil)benzo-triazol, 2-(2-hidréxi-5-t-
octil-fenil)benzo-triazol, 2-(2-hidréxi-3, 5-di-t-butil-
fenil)-5-cloro-benzo-triazol, 2-(2-hidréxi-3-t-butil-5-
metil-fenil)-5-cloro-benzo-triazol, 2-(2-hidréxi-3,5-di-
cumil-fenil)benzo-triazol, 2,2"-metileno-bis(4-t-octil-6-
benzo-triazolil-fenol), ésteres de polietileno glicol de 2-
(2-hidréxi-3-t-butil-5-carbdéxi-fenil)benzo-triazol, 2-[2-
hidréxi-3-(2-acriloiléxi-etil)-5-metil-fenil]benzo-triazol,
2-[2-hidréxi-3-(2-metacriloildxi-etil)-5-t-butil-
fenil]benzo-triazol, 2-[2-hidréxi-3-(2-metacriloilédxi-
etil)-5-t-octil-fenil]lbenzo-triazol, 2-[2-hidréxi-3-(2-
metacriloiléxi-etil)-5-t-butil-fenil]-5-cloro-benzo-
triazol, 2-[2-hidréxi-5-(2-metacriloiléxi-etil)fenil]lbenzo-
triazol, 2-[2-hidréxi-3-t-butil-5-(2-metacriloilédéxi-
etil) fenil]lbenzo-triazol, 2-[2-hidréxi-3-t-amil-5-(2-
metacriloiléxi-etil)fenil]benzo-triazol, 2-[2-hidrdéxi-3-t-
butil-5-(3-metacriloiléxi-propil)fenil]-5-cloro-benzo-
triazol, 2-[2-hidréxi-4-(2-metacriloildxi-

metil) fenil]benzo-triazol, 2-[2-hidréxi-4-(3-
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metacriloiléxi-2-hidréxi-propil) fenil]lbenzo-triazol e 2-[2-
hidréxi-4-(3-metacriloiléxi-propil)fenil]lbenzo-triazol; 2-
(2-hidréxi-fenil)-4,6-di-arila-1,3,5-triazinas, tais como
2-(2-hidréxi-4-metdéxi-fenil) -4, 6-di-fenil-1,3,5-triazina,

2-(2-hidréxi-4-hexiléxi-fenil)-4,6-di-fenil-1,3,5-triazina,
2-(2-hidréxi-4-octdéxi-fenil) -4, 6-bis(2,4-di-metil-fenil) -

1,3,5-triazina, 2-[2-hidréxi-4-(3-alcdxi Ci;p-13 misturado-2-

hidréxi-propéxi) fenil]-4,6-bis(2,4-di-metil-fenil)-1,3,5-

triazina, 2-[2-hidréxi-4-(2-acriloildéxi-etdxi)fenil]-4, 6-
bis(4-metil-fenil)-1,3,5-triazina, 2-(2,4-di-hidréxi-3-
alil-fenil)-4,6-bis(2,4-di-metil-fenil)-1,3,5-triazina e

2,4,6-tris(2-hidréxi-3-metil-4-hexiléxi-fenil)-1,3,5-
triazina; benzoatos, tais como salicilato de fenila,

monobenzoato de resorcinol, 2,4-di-t-butil-fenil-3,5-di-t-

butil-4-hidréxi-benzoato, octil (3,5-di-t-butil-4-
hidréxi)benzoato, dodecil (3, 5-di-t-butil-4-
hidréxi)benzoato, tetra-decil (3, 5-di-t-butil-4-
hidréxi)benzoato, hexadecil (3,5-di-t-butil-4-
hidréxi)benzoato, octadecil (3,5-di-t-butil-4-
hidréxi)benzoato e beenil (3, 5-di-t-butil-4-

hidréxi)benzoato; oxanilidas substituidas, tais como 2-
etil-2'-etdéxi-oxanilida e 2-etbdxi-4’ -dodecil-oxanilida;
ciano-acrilatos, tais como etil-o-ciano-B,R-di-fenil-
acrilato e metil-2-ciano-3-metil-3- (p-metdxi-
fenil)acrilato; e vadrios sais de metal e quelatos de metal,
especialmente sais e quelatos de niquel e cromo.

A quantidade do absorvedor de ultravioleta a ser
utilizado é 0,01 a 10 partes em massa, preferivelmente 0,01
a 5 partes em massa com relacdo a 100 partes em massa da
resina de poliéster.

Os exemplos dos compostos de amida alifatica a
serem utilizados como lubrificante incluem amidas de mono-

dcido graxo, tais como amida de 4&cido laurico, amida de
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dcido estedrico, amida de &cido oléico, amida de A&cido
eruicico, amida de &acido ricinoleico e amida de &cido 12-
hidréxi-estedrico; amidas de N,N’-bis-&cido graxo, tais
como amida de &cido N,N’-etileno-bis-oléico, amida de &acido
N,N’ -etileno-bis-beénico, amida de &cido N,N’-etileno-bis-
12-hidréxi-estedrico, amida de 4&cido N,N’-butileno-bis-
estedrico, amida de &acido N,N’-hexa-metileno-bis-estedrico,
amida de Acido N,N’-hexa-metileno-bis-oléico e amida de
acido N,N’-xilileno-bis-estedrico; amidas de alquilol, tais
como amida de monometilol de A&cido estedrico, amida de
monoetanol de &cido graxo de éleo de coco e amida de di-
etanol de 4&cido estedrico; amidas de 4&cido graxo N-
substituidas, tais como amida de &cido N-oleil-esteérico,
amida de &cido N-oleil-oléico, amida de &cido N-estearil-
estedrico, amida de &cido N-estearil-oléico, amida de &cido
N-oleil-palmitico e amida de A&cido N-estearil-eriucico; e
amidas de &cido di-carboxilico N,N’-substituidos, tais como
amida de &cido N,N’-di-oleil-adipico, amida de &acido N,N’-
di-estearil—-adipico, amida de &cido N,N’-di-oleil-sebéacico,
amida de &cido N,N’-di-estearil-sebacico, amida de &cido
N,N’-di-estearil-tereftdlico, e amida de &cido N,N’-di-
estearil-isoftélico. Esses podem ser utilizados
individualmente ou como uma mistura de 3 ou mais dos
mesmos.

A quantidade do lubrificante a ser utilizada ¢é
preferivelmente 0,01 a 30 partes em massa, mais
preferivelmente 0,1 a 20 partes em massa com relacdo a 100
partes em massa da resina de poliéster.

Os exemplos dos retardadores de chamas incluem
ésteres de &cido fosférico, tais como fosfato de tri-
fenila, condensados de 6xi-cloreto de
fésforo-resorcinol:fenol, condensados de o6xi-cloreto de

fésforo*bisfenol A-fenol e condensados de 6xi-cloreto de
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fésforo-resorcinol -2,6-xilenol; amidas de &cido fosférico,
tais como condensados de 6xi-cloreto de fésfororanilina e
condensados de 6xi-cloreto de fésforo-xilileno-di-
amina-fenol; fosfazeno; retardadores de chamas contendo
halogénio, tais como éter de deca-bromo-di-fenila e tetra-
bromo-bisfenol A; sais de 4&cido fosférico de vcompostos
orgdnicos contendo nitrogénio, tais como fosfato de
melamina, fosfato de piperazina, pirofosfato de melamina,
pirofosfato de piperazina, polifosfato de melamina e
polifosfato de piperazina; fésforo vermelho, e fésforo
vermelho submetido a tratamento superficial ou
microencapsulacdo; auxiliares retardadores de chamas, tais
como 6xido de antiménio e borato de zinco; e agentes anti-
gotejamento, tais como resinas de silicio e politetra-
fldor-etileno; os quais sdo preferivelmente utilizadas em
uma quantidade de 1 a 30 partes em massa, mais
preferivelmente 5 a 20 partes em massa com relacdo a 100
partes em massa do poliéster.

Na composicdo de resina de poliéster da presente
invengdo, o método para misturar um sal de metal de um
composto de sulfonamida (b) e um plastificante (c) com a
resina de poliéster (a) ndo é limitado, e esses podem ser
misturados por um método convencionalmente conhecido. Por
exemplo, pdé ou pelotas do poliéster podem ser misturados
com (b) e (c) por mistura seca, ou uma parte de (b) e (c) é
pré-misturada, seguida por mistura seca com os componentes
restantes. A mistura seca pode ser seguida por mistura com
um rolo de moinho, um misturador Banbury ou um super
misturador e amassamento com uma extrusora uni-axial ou uma
extrusora bi-axial. Esse amassamento é normalmente
realizado em uma temperatura de aproximadamente 200 a
350°C. Além disso, também é possivel empregar um método em

que (b) e (c) sdo adicionados durante a polimerizacdo do
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poliéster; um método em que uma batelada mestre contendo
(b) e (c) em concentracgbes elevadas é preparada, seguido
por adigdo da batelada mestre a resina de poliéster; ou
similar.

Similarmente a plésticos em geral, a composigéo
de resina de poliéster da presente invencao é
principalmente utilizada como um material de moldagem para
varios produtos moldados. _

Quando a composigdo de resina de poliéster da
presente invencgdo é moldada, a moldagem, tal como moldagem
por extrusdao, moldagem por injeg¢do, moldagem por sopro,
moldagem a vadcuo ou moldagem por compressdo, pode ser
realizada similarmente a plasticos em geral, e varios
produtos moldados como folhas, hastes, garrafas e
recipientes podem ser facilmente obtidos.

Além disso, a composicdo de resina de poliéster
da presente invengdo pode ser misturada com uma fibra de
vidro, fibra de carbono ou similar, para ser formada em
plasticos reforgados com fibra.

Exemplos

A presente invengdo serd descrita em mais detalhe
por meio de Exemplos de Producgdo e Exemplos,. porém a
presente invencdo ndo é limitada pelos Exemplos de Producédo
e Exemplos. Exemplos de Produgdo significam um método para
produzir as composigdes de resina da presente invencao, e
Exemplo significa avaliacdo das composicdes de resina
obtidas.

Exemplo de producdo 1

Uma composigdo de resina de poliéster obtida por
mistura de 0,3 parte em massa de um agente de nucleagéo
cristalino e 5 partes em massa de um plastificante mostrado
na Tabela 2 abaixo com 100 partes em massa de uma resina de

poli (tereftalato de etileno) (TR-8550; fabricado por TEIJIN
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CHEMICALS LTD.) foi misturada, e essa composigcdo de resina
de poliéster foi seca por 3 horas a 140°C sob presséao
reduzida, seguido por amassamento da composigcdo de resina
de poliéster utilizando um extrusor bi-axial a uma
temperatura de cilindro de 260°C, para obter uma pelota. A
pelota obtida foi seca a 140°C por 3 horas e a avaliacéo
mostrada abaixo foi realizada. Na tabela, “Composto No.”
corresponde a cada um dos Nos. 1 a 21 descritos acima.

(1) Tempo de semi-cristalizacéo

Um pedago de 5 mg da pelota obtida pelo método
acima foi raspado e colocado em uma panela de aluminio para
calorimetria de varredura diferencial, seguido por
aquecimento da mesma por 1 minuto com um aquecedor que
tinha sido aquecido a 280°C. O resultante foi deixado
resfriar em temperatura ambiente, e a panela foi coberta
para preparar uma amostra. A amostra foi adicionalmente
aquecida por 30 segundos com um aquecedor que tinha sido
aquecido a 280°C, e rapidamente resfriada ao ser embebida
em um solvente misturado de gelo seco/metanol por 3
segundos para preparar uma amostra, a qual foi entéo
utilizada para determinagdo do tempo de semi-cristalizacao
(segundos) com um calorimetro de varredura diferencial
(Diamond; fabricado por PerkinElmer, Inc.).

Na medigdo, a amostra rapidamente resfriada foi
imediatamente aquecida a 100°C/min até 110°C, e apds
atingir 110°C, a temperatura foi mantida por 30 minutos
para determinar o periodo de tempo necessidrio para a
caloria da entalpia endotérmica necessaria para
cristalizagdo da composigdo de resina de poliéster se
tornar metade, cujo periodo de tempo foi definido como o
tempo de semi-cristalizacdo (segundos). Os resultados sé&o

mostrados na tabela 2 abaixo.
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Tabela 2
Agente de Tempo de semi-
nucleagdao v Plastificante cristalizacgéo
cristalino [segundos]
Exemplo 1 Composto No. 3 |Composto No. 19 19
Exemplo 2 Composto No. 7 [Composto No. 19 22
Exemplo
comparativo Controle® - >600
1
Exemplo
comparativo Composto No. 3 - 119
2
Exemplo
comparativo Composto No. 7 - 111
3
Exemplo
comparativo - Composto No. 19 64
4

1) Controle: agente de nucleacdo cristalino ndo misturado

Exemplo de produgéo 2

Uma composicgdo de resina de poliéster foi obtida
da mesma maneira que no Exemplo de Produgdo 1, exceto que
0,3 parte em massa de um agente de nucleagdo cristalino e 3
partes em massa de um plastificante mostrado na Tabela 3
abaixo foram misturados, e a temperatura de cilindro da
extrusora bi-axial foi mudada para 270°C, e o tempo de
semi-cristalizagdo (segundos) da composicdo de resina de
poliéster resultante foi determinado. O aquecedor utilizado
para a avaliacdo tinha sido aquecido a 290°C em vez de

280°C. Os resultados sao mostrados na tabela 3 abaixo.
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Tabela 3
Agente de Tempo de semi-
nucleacdao Plastificante cristalizacgéo
cristalino [segundos]
Exemplo 3 Composto No. Composto No. 21 51
Exemplo 4 Composto No. Composto No. 21 45
Exemplo 5 Composto No. Composto No. 19 43
Exemplo
comparativo Controle - >600
5
Exemplo
comparativo Composto No. 7 - 128
6
Exemplo
comparativo Composto No. 9 - 138
7
Exemplo
comparativo - Composto No. 21 326
8
Exemplo
comparativo - Composto No. 19 403
9

A partir da Tabela 2 e da Tabela 3, pode ser

confirmado que as composig¢des de resina de poliéster da
presente invengao preparadas por adicdo de um sal de metal de
um composto de sulfonamida (b) e um plastificante (c) em
combinag¢do aumentaram notavelmente as taxas de cristalizacédo
em comparagdo com composigdes preparadas por adigdo de um sal
de metal de um composto de sulfonamida unicamente.

Desse modo, na presente invencédo, foi confirmado que
por adigdo de um sal de metal de um composto de sulfonamida
(b) e um plastificante (c) a uma resina de poliéster (a) em
resina de poliéster que é

combinagcdo, uma composicdo de

excelente em promocdo de cristalizagdo pode ser obtida.
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REIVINDICACOES

1. Composicao de resina de poliéster

caracterizada por compreender 0,001 a 5 partes em massa de

um sal de metal de um composto de sulfonamida (b)

5 representado pela seguinte fdérmula geral (1):

0
R1—lSI—I‘II—R2 m
0 M
em que na fdédrmula geral (1), M representa um adtomo de metal

monovalente; R! e R? cada um representa independentemente
um atomo de hidrogénio, um grupo alquila Ci;—-Cio ramificado
10 ou linear dque tem opcionalmente um substituinte, ou um
grupo ciclico C3-C3p gue tem opcionalmente um substituinte;
e R! e R? sdo opcionalmente ligados juntos para formar um
grupo ciclico; e 0,1 a 10 partes em massa de um
plastificante (c), com relacdo a 100 partes em massa de uma

15 resina de poliéster (a).
2. Composicado de resina de poliéster, de acordo

com a reivindicacao 1, caracterizada pelo plastificante (c)

ser um composto representado pela seguinte férmula geral

(2);
0 ]
1 2
Ar—C—0——6—0—F—C—A (@
20 em que, na férmula geral (2), Ar! e Ar? cada um representa
independentemente um grupo arila Ce—C3o0 que tem

opcionalmente um substituinte; G! representa um grupo
algquileno C2-C4 que tem opcionalmente uma ramificacdao; m
representa um numero inteiro de 2 a 30; e o0s grupos
25 consecutivos (-G1-0-) tem opcionalmente estruturas
diferentes; ou um composto representado pela seguinte

férmula geral (3):
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R—~-0—a*—0—r' 3)

em que, na férmula geral (3), R3 e R* cada um representa
independentemente um a&tomo de hidrogénio, um grupo alquila
Ci1—Cio linear ou ramificado qgue tem opcionalmente um
substituinte, ou um grupo arila C¢-C3p que tem opcionalmente
um substituinte; G? representa um grupo alquileno C2—-Cs que
tem opcionalmente uma ramificacdo; n representa um numero
inteiro de 2 a 30; e os grupos consecutivos (-0-G2-) tém
opcionalmente estruturas diferentes.

3. Composicdo de resina de poliéster, de acordo

com a reivindicacdo 2, caracterizada pelo fato de que o

plastificante (c) é um composto de di-éster aromatico de um
polialquileno glicol, obtido a partir de um polietileno
glicol, tendo um peso molecular médio ndo maior do que 1000
e &cido benzdico.

4. Composigdo de resina de poliéster, de acordo

com qualgquer uma das reivindicagdes 1 a 3, caracterizada

pelo M na fdérmula geral (1) ser um atomo de sdédio.
5. Composicdo de resina de poliéster, de acordo

com dqualgquer uma das reivindicagcao 1 a 4, caracterizada

pela resina de ©poliéster (a) conter pelo menos um
selecionado dentre o grupo gue consiste em poli(tereftalato
de etileno), poli(tereftalato de butileno) e poli(naftalato
de etileno).

6. Composicdo de resina de poliéster, de acordo

com gqualgquer uma das reivindicagdes 1 a 5, caracterizada

pelo sal de metal de um composto de sulfonamida (b) ser
selecionado dentre 0s compostos representados pelas

seguintes férmulas 1 a 9:
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Composto No. 1
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Composto No. 9

7. Composicdo de resina de poliéster, de acordo

com gqualgquer uma das reivindicagdes 1 a 6, caracterizada

pelo plastificante (c) ser selecionado dentre o grupo dJue
consiste em mono-hexil éter de polietileno glicol (MW 300);
di-etil éter de polietileno glicol (MW 600); di-fenil éter
de polietileno glicol (MW 400); metil-butil éter de
polietileno glicol (MW 600); di-2-etil hexil éter de
polietileno glicol (MW 300); di-2-etil hexil éter de
polietileno glicol (MW 900); di-4-metil fenil éter de
polipropileno glicol (MW 400); di-hexil éter de politreta-
metileno glicol (MW 600); di-decil éter de polietileno
glicol/polipropileno glicol (mistura 1/1) (MW 600); di-
benzoato de polietileno glicol (MW 400); di-4-t-butil-
benzoato de polietileno glicol (MW 400) e di-metil éter de
polietileno glicol (MW 400).

8. Composicdo de resina de poliéster, de acordo

com qualguer uma das reivindicagdes 1 a 7, caracterizada

por compreender ainda um ou mais aditivos selecionados

dentre o grupo consistindo em antioxidantes,
estabilizadores de 1lugz, lubrificantes, inativadores de
metais pesados, agentes anti-turvacao, agentes anti-

estdticos, compostos halogenados, compostos de éster de
dcido fosfdérico, compostos de amida de &cido fosférico,
compostos de melamina, resinas de fluor ou 6éxidos de metal,
retardantes de chama, enchimentos, pigmentos, aditivos
inorganicos de silicato e agentes de nucleacgdo cristalinos.

9. Método para obter uma composicdo de resina
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de poliéster conforme definida em qualquer uma das

reivindicacgdes 1 a 8 caracterizado por compreender a etapa

de misturar um sal de metal de um composto de sulfonamida
(b) e um plastificante (c) com uma resina de poliéster (a).
5 10. Método para obter um artigo moldado

caracterizado por compreender a etapa de moldagem de uma

composicdo de resina de poliéster conforme definida em
qualguer uma das reivindicacdes 1 a 8.

11. Artigo moldado caracterizado por ser obtido

10 pelo método conforme definido na reivindicagao 10.
12. Uso de um sal de metal de um composto de
sulfonamida (b) e um plastificante (c) conforme definidos

em qualquer uma das reivindicacdes 1 a 8 caracterizado por

ser para promover a cristalizagdo da resina de poliéster
15 (a) conforme definida em qualquer uma das reivindicacgdes 1

a 8.
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